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Zariadeni na ohrev vo védkuu rotujdacich
a fotopolovodivym materidlom naparova-
nych tenkostennych valcovych podloZiek, po-
zostdvajice z vyhrevného telesa, odraznej
plochy a snimada teploty, méd vo vattri hli-
nikovej tenkostennej valcovej podloZzky (1)
je na pevnej oske (2} nepohyblivo umiest-
nené vyhrevné teleso (3], tvorené v tomto
pripade halogénovou Ziarovkou, pri¢om po-
zdl#na os vyhrevného telesa (3] je rovno-
beznd s pozdiZznou osou tenkostennej val-
covej podloZky (1). Na pevnej oske (2] je
dalej nepohyblivo umiestnend odrazné plo-
cha (4) a na rotujicom unéSacom Cele (5)
je pevne uchyteny nosi¢ snimata teploty
(6), ktory je pofas naparovacieho cyKlu tr-
vale mechanicky pritladeny, napr. pruZinou,
k wnitornému povrchu tenkostennej valco-
vej podloZky (1).

UdrZiavanie teploty tenkostennej valco-
vej podloZky (1) na poZadovanej hodnote
sa deje prostrednictvom regulatného ob-
vodu, ktorého sicastou, je elektronicky re-
guldtor, vyhrevné teleso (3) a snimac tep-
loty (6).
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Vynélez sa tyka zariadenia na ohrev vo
vakuu rotujicich a fotopolovodivym mate-
ridlom naparovanych tenkostennych valco-
vych podloZiek.

Jednym z rozhodujicich faktorov, uréu-
jucich kwalitu elektrografickej vrstvy je tep-
lota tenkostennej valcovej podloZky podas
vakuového naparovania fotopolovodivého
materidlu na tato podloZku. Od teploty ten-
kostennej valcovej podloZky priamo z4vis{
vyslednd Struktira naparenej elektrografic-
kej vrstvy a tym aj jej elekirické vlastnos-
ti. Preto je velmi ddleZité udrZiavat teplotu
tenkostennej valcovej podloZky poéas napa-
rovania fotopolovodivého materidlu na vo-
pred zvolenej hodnote.

Doteraz zndme zariadenie na ohrev ten-
kostennych valcovych podloZiek pouZivaija
ako teplonosné médium vodu alebo ini kva-
palinu, privddzand ‘do dutého valca z ne-
hrdzavejiceho kovu, ktorého vonkaijsiprie-
mer je zhodny s vniatornym priemerom ten-
kostennej valcovej podloZky, ktord sa na
tento duty valec masunie. Predom zvolené
teplota kvapaliny sa udrZuje pomocou ter-
mostatu, cez ktory kwvapalina cirkuluje. Tep-
lo z kvapaliny do tenkostennej valcovej pod-
loZky sa privddza vedenim cez stenu duté-
ho valca.

Nevyhodou uvedenych zariadeni je:

— nutnost presného mechanického opraco-
vania vnitorného povrchu tenkostennej
valcovej podloZky, ¢im sa zvySujd jej vy-
robné néklady,

— pripravok, ktorého stiastou je duty ko-
vovy walec s teplonosnou kvapalinou je
vyrobne zloZity a drahy,

— pripravok zaberd v recipiente vela mies-
ta @ vyZaduje si zabudovanie prechodiek
pre kvapalinu do steny, alebo dna reci-
pienta,

— pritomnost potrubi s kvapalinou v reci-
piente je z hladiska prevadzky vadkuové-
ho zariadenia pomerne nebezpetnd a
kladie vysoké maroky na tesnost celého
systému,

— duty valec s teplonosnou kvapalinou po-
Gas celého naparovacieho procesu v re-
cipiente rotuje a pripojenie potrubi s tep-
lonosnou kvapalinou k takémuto systé-
mu je kon3trukéne i technologicky né-
rotné a z hladiska tesnosti systému ne-
spolahlivé.

Vy38ie uvedené nevyhody odstraiiuje za-
riadenie na ohrev tenkostennych valcovych
podloZiek podla tohoto vynélezu, pozosta-
vajuce z vyhrevného telesa, odraznej plochy
a snimafa teploty. Podstata vynédlezu spo-
¢iva v tom, Ze vyhrevné teleso a odraznd plo-
cha st nepohyblivo umiestnené vo vniitri
tenkostennej valcovej podloZky, kde vyhrev-
né teleso a snimad¢ teploty si stdastou re-
gulacného obvodu, priom snimaéd teploty
je poCas naparovacieho cyklu trvale mecha-
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nicky pritladeny k vnitornému povrchu ten-
kostennej valcovej podloZky a je voéi nej
trvale v relativnom pokoji.

Zariadenie podla tohoto vyndlezu umoZ-
fiuje jednoduché a spolahlivé ohrievanie
tenkostennej walcovej podloZky v recipien-
te, pricom

— odpadd nutnost presného mechanického
opracovania celého vnttorného povrchu
tenkostennej valcovej podlozky, €im sa
zniZuja vyrobné ndklady,

— pripravok na uchytenie Ziariaceho tele-
sa je velmi jednoduchy a priestorovo
nendro¢ny,

— nehrozi nebezpefie vniknutia kvapaliny
do vdkuového systému,

— reguldcia teploty tenkostennej valcovej
podloZky je pohotovejSia, ako je tomu w
pripade vyhrievania teplonosnou kvapa-
linou.

Priklad usporiadania tohoto zariadenia je
zndzorneny na pripojenom vykrese v per-
spektivnom pohlade.

Vo vnitri hlinikovej tenkostennej valco-
vej podloZky 1 je na pevnej oske 2 nepo-
hyblivo umiestnené vyhrevné teleso 3, tvo-
rené v tomto pripade halogénovou Ziarov-
kou, pritom pozdl#na os vyhrevného tele-
sa 3 je rovnobeZnd s pozdiZnou osou tenko-
stennej valcovej podlozky. 1. Na pevnej os-
ke 2 je dalej nepohyblivo umiestnené od-
raznd plocha 4 a na rotujicom unéiSacom
¢ele 5 je pevne uchyteny nosi¢ snimaca tep-
loty B.

Zariadenie podla tohoto vyndlezu pracu-
je tak, Ze prechodom elektrického pridu cez
vyhrevné teleso 3 vznikd tepelnd energia,
ktord vyhrevné teleso 3 odovzddva otédcaji-
cej sa tenkostennej valcovej podlozke 1 Zia-
renim. Rovnomernost ohrevu celej plochy
tenkostennej valcovej podloZky 1 je zaiste-
nd rotaciou celej plochy tenkostennej val-
covej podloZky 1 je zaistend rotdciou celej
plochy okolo zdroja tepelnej energie a od-
raznou plochou 4, ktorg Ziarivy tok tepelnej
energie z vyhrevného telesa 3 rovnomerne
usmeriiuje.

UdrZiavanie teploty tenkostennej valco-
vej podloZky 1 na poZadovanej hodnote sa
deje prostrednictvom regula&ného obvoduy,
ktorého st€astou je elektronicky regulétor,
vyhrevné teleso 3 a snimacl teploty 6. Elek-
tronicky reguldtor na zdklade signdlu sni-
mada teploty 6, ktory meria teplotu rotu-
jacej tenkostennej valcovej podloZky 1, re-
guluje prikon do vyhrevného telesa 3 a tym
zvySuje alebo zniZuje teplotu tenkostennej
valcovej podloZky 1.

Popisany vyndlez moZno vyuZit pri napa-
rovani fotopolovodivych elektrografickych
vrstiev na tenkostenné valcové podloZky, a-
le tieZ na ohrewv inych rota&nych aj nerotaé-
nych pléch vo vdkuu.
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PREDMET VYNALEZU

1. Zariadenie na ohrev vo vékuu rotuji-
cich a fotopolovodivym materidlom naparo-
vanych tenkostennych valcovych podloZiek,
pozostévajice z vyhrevného telesa, odraz-
nej plochy a snimaca teploty, vyznadujice
sa tym, Ze vyhrevné teleso [3) a odrazné
plocha (4) s mepohyblivo umiestnené vo
wnatri otddajicej sa tenkostennej valcovej
podioZky (1).

2. Zariadenie podia bodu 1 vyznacCujice sa
tym, Ze vyhrevné teleso (3) a snimac tep-
loty (6) st sicCastou regulatného obvodu,
pritom snimaé teploty (6) je pofas naparo-
vacieho cyklu trvale mechanicky pritlate-
ny k vniitornému povrchu otacajicej sa ten-
kostennej valcovej podloZky (1) a je vofi
nej trvale v relativnhom pokoii.

1 list vikresov




cena 24



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

